UNIVERSITE
PARIS-SUD XI

Supelec

NUCLEATION DANS LES PLASMAS a PRESSION ATMOSPHERIQUE \\
E. Bourgeois, N. Jidenko et JP Borra

CNRS-UPS, F-91405 OrsaysUPELEC, plateau de Moulon, F-91192 Gif/Yvette
PROBLEMATIQUE

K Equipe Déecharges Electriques et Aérosols du LPGP

PROCEDES de NUCLEATION & CROISSANCE = G taille INTERET des PLASMAS pour la NUCLEATION PARAMEIRES de REGULATION PLASMA
= nano-particules aux propriétés controlées - C_ ., d = E/DF = flux de vapeur /DF
NUCLEATION PHYSIQUE } T ARG sur Carbone LASER Xe-CI 308 nm P prop spec./ p
£ / Cuivre .
La sursaturatuon S = Pi/Psat augmente quand la température diminug: b L ] et grachent localde T
, » . ' §’ ; En-25 r .
- Méthodes d'évaporation-condensation s500 70my T - CHARGE (photo, thermo & ions 0L 2
- E.xpansion adiabatique (champagne, buse Venturi,...) s 20 k3 Tl P ] yall (D ) TN\ - F/ V/ S/ Q => Nb de DF/ S/ cm? et densité
Four Lo i | k PRODUCTION CROISSANCE TRANSPORT de Puissance (W/m?) & T, t )
- Ablation laser 0 SN i - i g Reaction Nucleation Agglonération
- Plasmas filamentaires (streamers, arc, torche RF ) OO0 O e Dlameter @) peretr b Imi homocene -
O ST chimique e coagulatlon AN PROPRIETES des nano-PARTICULES
VOLUME &surles ions (T<T | Caractenisation N
[ NUCLEATION REACTIVE ] , \ e 51000 m,ﬂ Extraction »% POUDRES des produits N, et d,, particule I
Réactifs gazeux produits condensables par réactions chimiques 10 IC at05 Décharg 1 10 nm ° 7 - : :
FLAMME ||| | —coc- @i s - . =» Meécanismes Structure cristalline
— == ; : —calc.at1,6s FilamentaieVAPEURS PARTICULES | COllECtIOn . .
- Réactions photochimiques = : o "de TiCl4-O2 o, at 1’6 . Coa eSCG _ et OpTlmlsaTlon Cod’ Aol , . T C
:I(')azye(ia(‘l'éz:\bﬁ:lgslif :;ZS::SS?]OLC(\]I:T?: éztzuHe4P:1.zil>;)a partir des terpénes, « smog » a partir de |'ozone et des COV), _g_l(}) 7 p ) C d g:?ratsrloosrfathue COUCH ES gg Omeratlon ( (P, Q), p(Q), et ttransit (Q))
o B
- p : = : e 1 on en tion .
e e o5 2 €0 Supersion = / \ v o memopnose MINCES - 7
e ea cromonerines = SURFEACE —
;le\g:rjli(z;;?:irﬂlc\!;;;gg;HMDSO ou Silane / MO:z a partir de MCls ou M(Acétate): / MO a partir de MClz ou M(Ac)z ...) 8101 E f 1 Subllmatlon/érOSI()n |On|que Electrode aveclsansd|é|ectrlq . APPLICATIONS
- Réactions Sol-gel (M-OR + H20> M-OH > MOx) i / . s, \
— : = Nano-materiaux aux propnetes
- Polymérisation a partir de monomeéres, 10
=TS amhis el plasmas e (p%n) 2 structurelles et/ou fonctionnelles
. ~ Jm PROPRIETES des nano-Particules (taille, structure crist. des I et agglomérats) lon taill
=== selon tallle
=a Probleme COAGULATION posT -nucleation - Energie des DF a Flux de vapeurs 2 Jyciation 2 N, des réacteurs
e ;ﬁ" ; 2 PLASMAS pour la NUCLEATION Physuque et réactive selony - 6Gradient THERMIQUE /DF < Structure cristalline a Décharges ~
- - Débit a 1/Cp, 1., et Jp (W/m2) o T > taille et structure agglomérats Filamentaires

NUCLEATION PHYSIQUE
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